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１．概要（Summary） 

ビスマス置換ガーネットは，大きな磁気光学効果を有す

ることから，光アイソレーターや 3D ディスプレイなどへの

応用が期待されている。それらの応用を実現するために

は，薄膜作製技術とデバイス作製技術が必要不可欠であ

る。本年度は，有機金属分解（MOD）法を用いたビスマス

置換ガーネットの磁気特性の評価に加えて膜構造の調査

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

UHV10元スパッタ装置 

ECRエッチング装置 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

MOD法を用いて Nd0.5Bi2.5Fe5O12 (Bi2.5:NIG)薄膜

を作製した。これまで、Bi2.5:NIG 薄膜をガラス基板上に

成長させるために、Nd2Bi1Fe4Ga1O12 (Bi,Ga:NIG)薄膜

をバッファー層として形成していたが、今回はさらに、

Bi3Fe5O12 (BIG)層をバッファー層の上に挿入し、膜構造

を Glass/Bi,Ga:NIG/BIG/Bi2.5:NIG とした。BIG 

/Bi2.5:NIGは、仮焼成までのプロセスで連続して形成

した後、同時に本焼成を行い結晶化した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に作製した Glass/Bi,Ga:NIG/BIG/Bi2.5:NIG

の TEM 像と Ndと Biの EDSマッピングデータを示

す。バッファー層の Bi,Ga:NIGは、10 nm程度のグ

レイン構造を呈していることがわかる。一方、

BIG/Bi2.5:NIGでは、100 nm以上の粒径が成長して

いることがわかる。EDS の元素マッピングの結果か

ら、Bi,Ga:NIG 層では Nd と Bi は均一に分布いてい

ることがわかる。一方、BIG/Bi2.5:NIGでは、BIGの

部分と考えられる部分の Ndの信号が弱く、Biの信号

が強いことから、同時に本焼成を行ったあとでも完全

に元素が混ざることなく、ある程度、元の膜構造の組

成分布を維持していることがわかる。BIG層を導入し

たこの試料は、BIG層を挿入しない試料に比べて磁気

光学効果が改善されることが明らかになった。 

 

Fig. 1 TEM image and ESD mapping of 

Glass/Bi,Ga:NIG/BIG/Bi2.5:NIG 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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６．関連特許（Patent） 

なし 


